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方法を検討したところ良好な結果が得られた。乙の方法を利用し， 2 , 3 のクボノレタミンペプチドの合
成を行なった。更にグノレタミンペプチドを合成する別の方法として，グノレタミン酸の αーカルボキシ




第 2 部では SHの保護法に関する研究を述べる。従来 SHの保護にはベンジル基がもっとも一般的
に用いられ，システインあるいはシスチンを含む活性ペプチドの合成が行なわれてきたが， S-ベンジ
ル基を除去する方法としては，液体アンモニア 1:1] でのナトリウムによる還元法しかなかった。本文に
おいては， S Hの新しい保護基として ρーメトキシベンジルがペフ。チド合成において非常に有効であ











護基であるベンジ jレ及び第 2 部で述べられた ρーメトキシベンジノレが容易に切断され，これらはオキ
シトシンの新合成法として利用することができた。更にイソプロピノレエステル及びイソプロピルオキ















ステノレを中間体とする方法， すなわち þ-ニトロベンジノレエステ jレは酢酸中臭化水素酸には安定，接
触還元で脱離するに反しメチノレエステノレは安定で、あることを利用して最後にアミド化する方法で 5 種
のジペプチドを収量よく合成した口
第 2 部はチオー jレ基の新保護法に関するもので，従来一般に s-ベンジノレ誘導体が利用され， その
脱離には液安中のナトリウムが用いられたが，複雑なシステインペプチドでは脱離が困難となるなど




カ lレボベンゾキシー s-ρーメトキシベンジノレシステインから出発して ρーニトロフェニノレエステノレ法で
置換ノナペプチドを作り s- 保護基を脱離後空気酸化して高単位のオキシトシンを合成し得た。
第 3 部は無水フッ化水素酸による保護基の脱離に関するもので，この試薬が三フッ化酢酸や無水臭
化水素酸より作用が強く S ーベンジノレ及び S すーメトキシベンジノレ共にこの試薬と室温以下短時間の処
理で完全脱離する乙とを見出し，実際にオキシトシンの合成に適用して極めて有効であった。さらに
チオーノレ基，アミノ基及びエステ lレなど27種の保護基について脱離反応をしらべた結果選択的脱離に
有効であることを明らかにし， 2 , 3 のペプチド合成の実例を示した。
以上下西君の研究はペプチド合成における官能基の保護と選択的脱離，特に従来問題の多いチオー
jレ及びアミド基の場合について注目すべき結果を得たもので，ペプチド合成化学に寄与すると乙ろ大
きい。よって本論文は理学博士の学位論文として十分価値あるものと認められる。
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